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Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, sob      responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador.

São Paulo,     de                    de 2010.

Assinatura do autor   ____________________________

Assinatura do orientador   ________________________
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1. silício amorfo hidrogenado, 2. sputtering  reativo, 3. filmes   finos, 4. densidade de defeitos, 5. condutividade, 6. ligações entre silício e hidrogênio, 7. energia do “gap”�
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